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※概要（Summary ）： 

 電子ビーム露光においてスループット向上の為、マ

ルチビーム（MB）露光の研究が継続されている。ス

ポットビームでの MB では Gray Tone 露光が高解像

度化の鍵を握るとされている。ここでは最先端の解像

性を有するスポットビーム露光機を使って疑似的な

MB 露光を行いその有効性及び問題点の実験を行う。 

レジストによりその結果は大きく左右されるので、先

ず実験法の有効性の確認する為、一般的な実用 EB レ

ジストである ZEP を使う。 

 

※実験（Experimental）： 

 実験には東工大にて所有する JBX6300 を使用、

50kV、100pA,Spot Size 10nmΦ以下(推定)でベスト

フォーカスとデフォーカス時（推定 20nmΦおよび

40nmΦ）での Gray tone 露光を行った。レジストは

ZEP520A、現像は Xylene 10sec での高解像度現像を

行う。  

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

Gray tone 露光の基本特性である、線幅制御性につ

いてと課題と考えられているDose Latitudeについて 

測定した。マルチビームでのスポット列のグリッド

10nm で 100nm および 70nm のラインをエッジでの

トーンを5段階に変えほぼリニアーに変わる事が確認

でき、また Dose Latitude はビーム径が大きくなるに

つれ著しく劣化する事も確認され、疑似 Gray Tone

露光が有効である事が確認された。 

  

 図 1 エッジのドーズ量の変化による線幅の変化 

 

 図 2 焦点をずらしたことによるビーム径を 

   変化させた場合のドーズ量-線幅の関係 

 

※その他・特記事項（Others）： 

次に HSQ にての同様な実験を試みる。 
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